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《技术 ·技术交流》简介 

通过对清洗技 术的深 入交流 与探讨 ，进一 步加强科研与实践的密 

切合作 ，从而促进我 国清洗行业健康快速的发展。 
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文章内容以技术为核心、突出其实践性和可操作性，并具有严密 

的科学理论依据和较强的行业针对性。 ’ ； 
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前 言 

随着数码相机 等高科技产品在 

市场上的普及 ，近几年来光学镜片 

加工行业也得 到了迅猛发展 。清洗 

工艺是光学镜片加工生产过程 中重 

要的一环 。目前国内光学玻璃加工 

厂家常规采用的透镜加工工艺大致 

如下：玻璃毛坯 一切削一研磨抛光 一 

清洗一求芯 (磨边)一清洗 一镀膜 一 

清洗 一接合 一涂墨。本文针对其 中 

的镜片清洗工艺及其配合使用的清 

洗剂的不 同特点 ，进行 了论述。 

研磨完品的清洗 

研磨工序中的主要污染物为研 

磨粉和沥青，少数企业的加工过程 

中会有漆片。其中研磨粉 的型号各 

异 ，一般是以二氧化铈为主的碱金 

属氧化物。根据镜片的材质及研磨 

精度选择不同研磨粉的型号。在研 

磨过程中使 用的沥青是起保护作 用 

的 ，以防止抛光完的镜面被 划伤或 

腐蚀。研磨后的清洗设备大致分为 

两种：一种主要使用有机溶剂清洗 

剂 ，另一种主要使用半水系清洗剂。 

(1)有机溶剂清洗采 用的清洗 

流程如下 ： 

有机溶剂清洗剂 (超声波 )一水 

剂清洗剂 (超声波 )一市水漂洗一纯 

水漂洗 -IPA (异丙醇)脱水-IPA慢 

拉干燥 。 

有机溶剂清洗剂的主要用途是 

清洗沥青及漆片。以前的溶剂清洗 

剂多采用三氯乙烷或三氯乙烯，由 

于三氯 乙烷属 ODS (消耗 臭氧层物 

质 )产品，目前处于强制淘汰阶段； 

而长期使用三氯乙烯易导致职业病， 

而且由于三氯乙烯很不稳定，容易 

水解呈酸性 ，因此会对镜片及设备 

造成腐蚀。对此 ，国 内的化学品有限 

公司研制生产了 DSL-3系列非 ODS 

溶剂型清洗剂，可用于清洗光学玻 

璃 ；并且该系列产品具备不同的物 

化指标，可有效满足不同设备及工 
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艺条件的要求。比如在少数企业的 

生产过程 中，镜片表面有一层很难 

处理的漆片，要求使用具备特殊溶 

解性的有机溶剂；部分企业的清洗 

设备的溶剂清洗槽冷凝管较少 ，自 

由程很短 ，要求使用挥发较慢的有 

机溶剂：另一部分企业则相反 ，要求 

水系清洗剂的主要用途是清洗研磨 

粉 由于研磨粉是碱金属氧化物 ，溶 

剂对其清洗效力很弱 ，所 以镜 片加 

工过程产生的研磨粉剂基本上是在 

此清洗单元内除去的，故而对水系 

清洗剂提出了极高的要求。由于国 

内的光学玻璃专用水系清洗剂品种 

较少，很多外资企业都选用进口的 

清洗剂。而 目前国内的公司新近开 

发的光学玻璃清洗剂已经成功地应 

用在国内数家大型光学玻璃生产厂 

清洗效果完全可以取代进口产品 ， 

在腐蚀性 (防腐性能)等方面的指标 

上更是优于进 口产品 。 

对于IPA慢拉干燥 ．需要说明的 
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一 点是 ．某些种类的镜片干燥后容 

易产生水印 ，这种现象一方面与IPA 

的纯度及空气湿度有关 ．另一方面 

与设备有较大的关系 ，尤其是双臂 

干燥的效果明显不如单臂干燥的好 ， 

需要设备厂家及用户注意此点。 

(2)半水系清洗采用的清洗流 

程如 下 ： 

半水系清洗剂 (超声波)一市水 

漂洗 一水系清洗剂 一市水漂洗 一纯 

水漂洗 -IPA脱水 -IPA慢拉干燥 

此种清洗工艺同溶剂清洗最大 

的区别在于其前两个清洗单元 ：有 

机溶剂清洗只对沥青或漆片具有良 

好的清洗效果．但却无法清洗研磨 

粉等无机物：半水系清洗剂则不同 ， 

不但可以清洗沥青等有机污染物 ， 

还对研磨粉等无机物有良好的清洗 

效果 ，从而大大减轻了后续清洗单 

元 中水 系清洗剂的清 洗压力。半水 

系清洗剂 的特 点是挥 发速度很慢 ， 

气味小 。采用半水系清洗剂清洗的 

设备在第一个清洗单元中无须密封 

冷凝和蒸馏回收装置 。但由于半水 

系清洗剂粘度较大，并且对后续工 

序使用的水 系清洗 剂有 乳化作 用 ， 

第二个单元须市水漂洗 ，并且最好 

将其设 为常流水进行漂洗。 

国内应用此种工艺的企业不多， 

其中一个原 因是半水系清洗剂多为 

进口，价格比较昂贵。目前国内已经 

⋯技案 驾 

有厂家成功开发出了 WIN系列半水 

系清洗剂 ．经 用户使用表明 ．该产品 

完全可以取代日本花王等同类产品。 

已有数家日资企业用国内产品替代 

进 口产品。 

从水系清洗单元开始 ，半水系 

清洗工艺同溶剂清洗工艺剂本相同。 

在此不再赘述。 

(3)两种清洗方式的比较 

溶剂清洗是比较传统的方法 ， 

其优点是清洗速度快，效率比较高， 

溶剂本身可 以不断蒸馏再生 ，循环 

使甩 但缺点也 比较 明显，由于光学 

玻璃的生产环境要求恒温恒湿 ，均 
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为 封 闭 

车间，溶 

剂 的气 

味 对 于 

工 作 环 

境 多 少 

都 会 有 

些影响 

尤 其 是 

使 用 不 

封 闭 的 

半 自动清洗设备时。 

半水系清洗是近年来逐渐发展 

成熟 的一种新工艺 ，它是在传统溶 

剂清洗的剂础上进行改进而得来的。 

它有效的避免 了溶剂 的一些弱点 ， 

可以做到无毒．气味轻微，废液可排 

入污水处理系统 ；设备上的配套装 

置更少；使用周期 比溶剂要更长 在 

运行成本上比溶剂更低 。 

半水系清洗剂最为突出的一个 

优点就是对于研磨粉等无机污染物 

具有 良好的清洗效果 ，极 大地缓解 

了后续单元水系清洗剂的清洗压力， 

延长了水系清洗剂的使用寿命 ，减 

少了水系清洗剂的用量，降低了运 

行成本。 

它的缺点就是清洗的速度比溶 

剂稍慢，并且必须要进行漂洗。 

镀膜前清洗 

镀膜前清洗的主要污染物是求 

芯油 (也称磨边油，求芯也称定芯、 

取芯，指 为了得到规 定的半径及芯 

精度 而选用的工序 )、手印、灰尘等。 

由于镀膜工序对镜片洁净度的要求 
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极为严格 因此清洗剂的选择是很 

重要 的。在考虑某种清洗剂的清洗 

能力的同时 ．还要考虑到它的腐蚀 

性等方面的问题 。 

镀膜前的清洗一般也采用研磨 

后清洗的方式．分为溶剂清洗和半 

水剂清洗等方式。工艺流程及所用 

化学药剂类型如前所述。 

镀膜后清洗 

一 般包括涂墨前清洗 接合前 

清洗和组装前清洗．其中接合前清 

洗 (接合是指 将两片镜 片用光敏胶 

粘接成规 定的形状 ，以满足无法一 

鹾 超 

次加工成型的需求 ，或制造 出较 为 

特殊的曲率 、透光率 的一道工序 )要 

求最为严格。接合前清洗的污染物 

主要是灰尘、手印等的混合物 清洗 

难度不大 。但对于镜片表面洁净度 

有非常高的要求．其清洗方式与前 

面两个清洗工艺相同。 

综 述 

目前多数光学玻璃生产厂家都 

会进行研磨后和镀膜前两次清洗． 

其中研磨后主要清洗沥青 (漆 片)和 

研磨粉 ．镀膜前主要清洗求芯油 (磨 

边油) 指印和灰尘 。所采用的清洗 

工艺也可分为溶剂清洗和半水剂清 

洗两种 ．两者最大的区别在于前者 

对无机污染物的清洗完全依赖水剂 

清洗剂．后者所使用的半水剂清洗 

剂对于无机污染物的清洗效果较 

好 两者的共同点是对于有机污染 

物都具有良好的清洗效果 并采用 

相同的脱水及干燥方式 同时对镜 

片的安全性极高。 

公司 

作者单位：广州山之风化学品有限 

洳  

CFC-I13 生产瓣年增长率大约为14％，其消费的年增长率大约保持同等的水平。1998年 

的ODs生产静消费与t997年根比有所降低，主要是由于亚洲金融危机的影响。m99年的 

消费量为444：11~吨，反映出亚洲金融危机的结束和 1999年中国恢复了经济的快速增长。 

从1995年到 t997年 ，TCA的消费亦呈增长趋势，年平均增长率为 15％l虽然在1998 

年有所下降， -~ 1999年重新恢复了增长。1995年到1997年，由于原材料供应等原因， 

国内：TCA；的生产量受到艰柳。因此 TCA的产量保持不变，增加的消费量基本由进口弥 

补。且前。我胃取消了TCA作为原材料的限制。因此，现存的TCA企业有可能提高产量， 

并在梅寒替代·部分进口的TCA。由于与CFC-II3同样的原因，1998年TCA的消费有 

所-Fli~,而在 99年重新恢复了增长。 。 

清洗jI镩锵贫的快速增长反映出电子和精密机械工业的高速增长，属豳寸为清洗行业o1昏s 

的淘汰设置了战略背景。 
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